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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の工程（ａ）および（ｂ）を含んでなることを特徴とする内部に空洞を有するシリ
カ粒子の製造方法。
（ａ）ゼオライト粒子の分散液に珪酸塩の水溶液および／または酸性珪酸液と、アルカリ
可溶のシリカ以外の無機化合物水溶液とを、前記ゼオライト粒子の固形分としての量（Ｗ

Ｚ）と、前記ゼオライト粒子表面に形成される複合酸化物（水和物）層の固形分としての
量（ＷＭ）との重量比（ＷＭ／ＷＺ）が０．１～５．０の範囲となるように同時に添加し
て前記ゼオライト粒子の表面にシリカと無機酸化物との複合酸化物（水和物）層を形成し
てゼオライト・複合酸化物粒子分散液を調製する工程
（ｂ）前記ゼオライト・複合酸化物粒子分散液に、酸を加えてゼオライト・複合酸化物粒
子を構成する珪素以外の元素の少なくとも一部を除去する工程
【請求項２】
　前記工程（ａ）における珪酸塩の水溶液および／または酸性珪酸液のシリカをＳｉＯ２

で表し、シリカ以外の無機酸化物をＭＯＸで表したときのモル比ＭＯＸ／ＳｉＯ２が０．
０１～０．１８の範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の内部に空洞を有するシリ
カ粒子の製造方法。
【請求項３】
　前記工程（ｂ）についで下記の工程（ｃ）を行うことを特徴とする請求項１または２に
記載の内部に空洞を有するシリカ粒子の製造方法。
（ｃ）５０～３５０℃で熟成する工程
【請求項４】
　前記工程（ａ）における複合酸化物（水和物）層を形成する時のゼオライト粒子分散液
のｐＨが８～１４の範囲にあることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の内部に
空洞を有するシリカ粒子の製造方法。
【請求項５】
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　前記ゼオライト粒子のＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３モル比が２～２０の範囲にあることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の内部に空洞を有するシリカ粒子の製造方法。
【請求項６】
　前記ゼオライト粒子がサイコロ状構造を有し、該ゼオライト粒子の平均粒子径（ＰＺ）
が０．０３～５０μｍの範囲にあることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の内
部に空洞を有するシリカ粒子の製造方法。
【請求項７】
　前記ゼオライト粒子が平板状構造を有し、該ゼオライト粒子の平均厚み（ＴＺ）が０．
０１～１０μｍの範囲にあり、該ゼオライト粒子の平均粒子径（ＰＺ）と平均厚み（ＴＺ

）との比（ＰＺ／ＴＺ）が２～２０の範囲にあることを特徴とする請求項１～５のいずれ
かに記載の内部に空洞を有するシリカ粒子の製造方法。
【請求項８】
　外殻の内部が空洞であるシリカ粒子であって、該シリカ粒子がサイコロ状構造を有し、
該シリカ粒子の平均粒子径（ＰＳ）が０．０４～５５μｍの範囲にあることを特徴とする
内部に空洞を有するシリカ粒子。
【請求項９】
　外殻の内部が空洞であるシリカ粒子であって、該シリカ粒子が平板状構造を有し、該シ
リカ粒子の平均厚み（ＴＳ）が０．０２～１１μｍの範囲にあり、該シリカ粒子の平均粒
子径（ＰＳ）と平均厚み（ＴＳ）との比（ＰＳ／ＴＳ）が２～２０の範囲にあることを特
徴とする内部に空洞を有するシリカ粒子。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の内部に空洞を有するシリカ粒子と、マトリックス形成成分と
分散媒とを含む被膜形成用塗布液であり、前記シリカ粒子の濃度(ＣＳ)が固形分として０
．００５～４８重量％の範囲にあり、前記マトリックス形成成分の濃度（ＣＭ）が固形分
として０．２～５９．７重量％の範囲にあり、全固形分濃度が１～６０重量％の範囲にあ
ることを特徴とする被膜形成用塗布液。
【請求項１１】
　請求項８または９に記載の内部に空洞を有するシリカ粒子と、マトリックス成分とを含
む被膜が基材上に形成された被膜付材であって、前記被膜中の前記シリカ粒子の含有量(
ＷＳ)が固形分として０．５～８０重量％の範囲にあり、前記マトリックス成分の含有量(
ＷＭ)が固形分として２０～９９．５重量％の範囲にあることを特徴とする被膜付基材。
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